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摘要(译)

本发明的超声波探测器具有：第一干膜抗蚀剂，该第一干膜抗蚀剂具有
以阵列状形成的多个第一孔，并分别以与第一孔的边缘部分紧密接触的
状态分别支撑压电元件。 部分暴露功能元素； 第二干膜抗蚀剂层合在第
一干膜抗蚀剂上，并且还具有分别包围每个功能元件的第二孔，第二干
膜抗蚀剂的厚度等于每个功能元件的厚度； 以及第三干膜抗蚀剂，其层
叠在第二干膜抗蚀剂上并且还具有第三孔，并且在部分地使压电元件与
边缘部分紧密接触地暴露的状态下分别将压电元件与第一干膜抗蚀剂夹
在中间。 每个第三孔的数量。
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